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Low temperature growth of spinel-type oxide thin films by microwave assisted 
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ZnGa2O4 spinel-type oxide was synthesized by a microwave assisted hydrothermal technique.  The 
synthesis temperature and time were reduced to 129 °C and 90 s, respectively.  Because of the wide 
bandgap of ZnGa2O4, the present synthesis technique can be applied for the growth technique of thin film, 
and is expected to develop new opto-electrical devices. 
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体水溶液の作製では，まず始めに，Zn と Ga の原
料として，それぞれ Zn(SO4)･7H2O と Ga2(SO4)3･
nH2O を定比になるよう秤量した後，個別に水溶
液を作製して攪拌した．続いて，これら２つの水






けるため 30 s を限度とし，それ以上行う場合は，
一旦室温まで冷却してから再度，照射を行った．
照射終了後，容器から取り出した物質を遠心分離








500 W で 30 s の照射を 3 回繰り返した場合，不
純物のほとんどない試料を合成できた．照射直後
の容器内の温度は，最高で 129 °C であったこと
から，一般的な水熱法の 180 °C と比較して，大幅
に合成温度を低減することができた．また，合成




ークが観測された．30  s 照射の場合，出力が 700 





















500 W, 30 s
700 W, 30 s
500 W, 30 s×2
500 W, 30 s×3：ZnGa2O4
